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　　　　１１月、１２月も、前号から引き続き合併号といたします。
ISO/TC172/SC1及びSC1/WG1及びWG2ベルリン国際会議
令和５年１１月６日（月）～１１月８日（水）の期間で、ISO/TC172/SC1、同WG1、WG2関連のベルリン国際会議が開催されました。スケジュールは、下記ご参照ください。
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日本からは、ISO/TC172/SC1　松山委員長、WG1平井主査、WG2　上田主査、WG1室谷委員、事務局　茂木が出席いたしました。
下記に、松山委員長の報告書の抜粋を添付いたします。
2023年のTC172/SC1の国際会議は、2019年中国杭州での開催以来４年ぶりに対面での開催となった。2023/11/6から11/8にかけWG1、WG2、WG1+WG2合同に加え、SC1 WG1 + SC3 WG1、　SC1 WG2 + SC3 WG2、および、SC1 Plenary Meetingが開催された。ここでは各WGの個別報告の抜粋を含め、Plenary meetingの内容を中心に報告する。

1. 概要
 SC1 JISC代表として、11/6、11/8のSC1 Plenary Meeting および、11/6のWG1、WG2それぞれの単独会議、11/7のWG1&WG2合同会議、11/8のSC1 WG2 + SC3 WG2、SC1 WG1+SC3 WG1それぞれの合同会議に参加した（日付は何れもUTC）。 ここではPlenary Meetingを中心に報告する。Pメンバーは、SC1議長の米国、を含めて13ヵ国（ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ナイジェリア、ルーマニア、ロシア、スイス、英国、米国）だが、今回のPlenary meetingへの参加は計6ヵ国に留まった。国別の出席人数では、米国2名、インド1名、英国1名、ドイツ9名、日本5名、スイス1名であった。今回は毎回出席している、Pメンバーのルーマニアが欠席となったが、インドから国代表の代理人が出席していた。インドは議論に参加しないものの貴重な参加国となっていた。
 会議では、行動規範の確認後Secretary reportとしてISO/TC 172/SC1の現状、この一年の活動内容、ISO指令更新内容等がSC1のcommittee managerのClara Engesserから報告された。昨年committee manager supportとなったドイツのPaul Vincze氏は出席していなかった。
 Second Plenary meetingではWG1、WG2、およびWG1＋WG2合同会議の議論の内容と決定事項が報告され承認された。また、WG3および、AHGの活動報告がされ、各議決内容が承認された。
2. SC1 Plenary Meeting内容
1) 出席メンバー
他国含めた出席者は以下
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JISC (Japan)

Head of Delegation Matsuyama Tomoyuki X X
Mogi Takahiro X X
Ueda Minoru X X
Hirai Shinichirou X X
Hiroshi Murotani X

SNV (Switzerland)

Head of Delegation Langenbach Eckhard X X
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2) 討議および決定内容
i. Report of Secretariat: Committee manager のClara Engesserから報告。
1 現状のSC1の構成
1. Committee Manager: Clara Engesser　(ドイツ)

2. Chair (until 2024): Richard Youngworth (米国)
1 WG1 (General optical test methods) Convener: Eckhard Langenbach （スイス、2024/末まで）
2 WG2 (Preparation of drawings for optical elements and systems) Convener: Richard Youngworth (米国、2024/末まで)

3 WG3 (Environmental test methods) Convener: Michel Honlet (ドイツ、2023/末まで)

3. 参加国
1 Participating countries (13): 前回から変更なし
· ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ナイジェリア、ルーマニア、ロシア、スイス、英国、米国
2 Observing countries (11)：前回から変更なし
· オーストリア、ブルガリア、チェコ、イラン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スペイン
4. リエゾン　(SC1側)
1 TC10/SC1 (Basic conventions): Clara Engesser (ドイツ)

2 TC10/SC6 (Mechanical engineering documentation): Clara Engesser (ドイツ)

3 TC 42 (Photography): Clara Engesser (ドイツ)、Dave Aikens (米国)
4 TC184/SC4 (Industrial data): Clara Engesser (ドイツ)

5 TC213 (Dimensional and geometrical product specifications and verification): Clara Engesser (ドイツ), Paul E. Murphy（米国）
2 新規発行されたISO　(2022/9-2023/11)

1. ISO 10110-16
“Optics and photonics —Preparation of drawings for optical elements and systems —Part 16: Diffractive surface” (WG2; Pfefffer Michael)

2. ISO 9022-2:2015/Amd 1
“Optics and photonics— Environmental test methods- part2: Cold, heat and humidity- Amendment 1” (WG3; Heman Eric)

3. ISO 9022-4:2014/Amd 1
“Optics and photonics— Environmental test methods- part4: Salt mist- Amendment 1” (WG3; Heman Eric)

3 ISO 9022-23
“Optics and photonics— Environmental test methods- part23: Low pressure combined with cold, ambient temperature and dry or damp heat” (WG3; Pfeiffer Andreas)

4 現行中のプロジェクト
1. ISO/AWI 22421 “Optics and photonics —Accuracy of optical transfer function (OTF) measurement” (WG1: Schake, Markus)

2. ISO/AWI 9335 “Optics and photonics —Optical transfer function —Principles and procedures of measurement” (WG1: Schake, Markus)

3. ISO/WD 14999-4 “Optics and photonics — Interferometric measurement of optical elements and optical systems — Part 4: Interpretation and evaluation of tolerances specified in ISO 10110” (WG1 + WG2 Krause, Axel)
4. ISO/WD 10110-5 "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 5: Surface form tolerances” (WG2 + WG1 Murphy, Paul and Ueda, Minoru)

5. ISO/PWI 10110-6 "Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 6: Centering tolerances” (WG2+WG1 Aikens, David and Williamson, Ray)

6. ISO/WD 10109 “Optics and photonics – Guidance for selection of environmental tests” (WG3)

5 2023年のSystematic review

1. ISO 10110-14:2018 “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems—Part14: Wavefront deformation tolerance” (WG2)

2. ISO10110-18:2018 “Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems—Part18: Stress birefringence, bubbles and inclusions, homogeneity, and striae” (WG2)

6 2024年のSystematic review
1. ISO9358:1994 
“Optics and optical instruments — Veiling glare of image forming systems—Definitions and methods of measurement” (WG1)

2. ISO9022-4:2014 “Optics and phonics Environmental test methods — Part22: Combined cold, dry heat or temperature change with bump or random vibration” (WG3)

3. ISO10110-1:2019 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems—Part 1: General” (WG2)

4. ISO10110-8:2019 “Optics and “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems—Part 8: Surface texture” (WG2)

5. ISO10110-12:2019 “Optics and “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems—Part 12: Aspherical surfaces” (WG2)

6. ISO13653:2019 “Optics and photonics— General optical test methods—Measurement of relative irradiance in the image field” (WG1)

7. ISO19962:2019 “Optics and optical instruments— Spectroscopic measurement methods for integrated scattering by plane parallel optical elements” (WG1)
ii. 報告すべき議決事項
1 RESOLUTION 6/2023

(WG1) ISO/PWI 9358 のタイトルを “Optics and Photonics – Veiling glare, Stray light and ghost reflections” から“Optics and Photonics – Stray light”に変更する
2 RESOLUTION 7/2023

(WG1) ISO/PWI 9358 “Optics and Photonics – Stray”のPLであるAdam Phenis氏が今後対応不可になることが、今後３年間はPWIを継続。新しいPLが決定次第再開する
CMが新PLの投票を開始する2024/1/15
3 RESOLUTION 8/2023

(WG1) ISO/CD11421のsecond CD回覧について
ISO/CD.2 11421 “Optics and photonics —Accuracy of optical transfer function (OTF) measurement”

Project Leader: Markus Schake (ドイツ)

PLがCDの改訂版ドラフトをCMに提出 2024/1/31

CMがCD投票開始　2024/3/1
4 RESOLUTION 9/2023

(WG1) ISO/CD9335のDIS発行について
CDからDISに進む

ISO/DIS 9335 “Optics and photonics — Optical transfer function — Principles and procedures of measurement”

PLがCDの改訂版ドラフトをCMに提出 2024/1/31

5 CMがDIS投票開始　2024/3/1
6 RESOLUTION 10/2023

(SC3/WG1 + SC1/WG1) ISO 15368 “Optics and photonics — Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of

plane parallel elements”に関する合同協議
ISO/TC 172/SC 3のISO/PWI 15368-2 を開始する。
SC1として、進捗確認とexpertがSC3と協働することを合意。
【コメント】本件は日本として、SC3、SC1共同で日本のSC3が主導的に規格の改訂を目指して上申した案件。結果的には日本のSC3の希望通りとなった

7 RESOLUTION 11/2023

(WG1+WG2) ISO/CD 14999-4“Optics and photonics — Measurement of optical elements and optical systems — Part 4: Interpretation and evaluation of surface form and wavefront deformation tolerances specified in ISO 10110”

のPLであったAxel Krause(ドイツ)が対応不可となったことを受けて、新Project LeaderをHolger Knell(ドイツ)とすることを決定

8 RESOLUTION 12/2023

(WG1+WG2) ISO/CD 10110-5とISO/CD 14999-4のCD回覧について
コメント収集のためにCDの回覧を行う
ISO/CD 10110-5 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 5: Surface form tolerances”

Co-Project Leaders: Paul Murphy (米国), Minoru Ueda (日本)

ISO/CD 14999-4 “Optics and photonics — Measurement of optical elements and optical systems — Part 4: Interpretation and evaluation of surface form and wavefront deformation tolerances specified in ISO 10110”

Project Leader: Holger Knell (ドイツ)

PLが CM に CDを送付 2024/2/15

CMが CD 投票開始 2024/3/15 
9 RESOLUTION 13/2023

(WG2) ISO 10110-14のSR confirmationについて
ISO/CD10110-5とISO/CD14999-4の必要なステージが進んだ時点ですぐに改訂を行うことを前提に、ISO10110-14は今後5年とする

ISO 10110-14 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 14: Wavefront deformation tolerance” 

10 RESOLUTION 14/2023

(WG2) ISO 10110-6のDIS発行について
DISに進む

ISO/DIS 10110-6 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 6: Centring and tilt tolerances”

Co-Project Leaders: David Aikens (米国), Ray Williamson (米国)

PLがCDの改訂版ドラフトをCMに提出 2023/11/7

CMがDIS投票開始 ISO/CS for DIS processing 2023/11/9

FDIS 目標日 2024/9/1
11 RESOLUTION 15/2023

(WG2) ISO 10110-11.2のDIS発行について
DISに進む

ISO/DIS 10110-11 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 11: Non-toleranced data”

Project Leader: Jennifer Michels (米国)

PLがCDの改訂版ドラフトをCMに提出 2023/11/17

CMがDIS投票開始 ISO/CS for DIS processing 2023/12/1

FDIS 目標日 2024/9/1
12 RESOLUTION 16/2023

(SC3/WG1 + SC1/WG1) ISO 10110-18のSR confirmationについて
ISO/CD10110-18:2018を5年間confirmとする
ただし、関連するSC 3　ISO 12123:2018 (2024/3投票完)　の結果を見て、アクションが必要かを判断する
ISO 10110-18 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 18: Stress birefringence bubbles and inclusions, homogeneity, and striae”
13 RESOLUTION 17/2023

(WG3) ISO/DIS 10109の発行について
直接ＩＳＯ発行に進む

CMがISO発行 2023/11/21

ISO 10109 “Optics and photonics — Guidance for the selection of environmental tests”

Project Leader: Eric Herman (米国)

14 RESOLUTION 18/2023

(WG3) ISO 9022-22のSR confirmationについて
ISO9022-22は今後5年間confirmとする。
ISO 9022-22 “Optics and photonics — Environmental test methods — Part 22: Combined cold, dry heat or temperature change with bump or random vibration”
15 RESOLUTION 19/2023

(SC) 2024年のSRについて、以下の2回に分けてＳＲを実施する
ISO9022-22は今後5年間confirmとする。
1. 2024/1/15 開始分
WG 2:

(ISO 10110-1:2019 Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 1: General

(ISO 10110-8:2019 Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 8: Surface texture

(ISO 10110-12:2019 Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 12: Aspheric surfaces

WG 3:

(ISO 9022-4:2014 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 4: Salt mist

2. 2024/4/15 開始分
WG 1:
(ISO 9358:1994 Optics and optical instruments — Veiling glare of image forming systems — Definitions and methods of measurement 
(ISO 13653:2019 "Optics and photonics — General optical test methods — Measurement of relative irradiance in the image field

(ISO 19962:2019 Optics and photonics — Spectroscopic　measurement methods for integrated scattering by plane parallel optical elements
16 RESOLUTION 20/2023

(WG1) WG1のConvenor交代の件
スイスのEckhard Langenbach が1年延長でWG1 convenerを務めていたが、2023年末をもって終了。新しく、Daniel Liefhaber(ドイツ)が2026年末までconvenorとなる

17 RESOLUTION 21/2023

(WG3) WG3のConvenorの件
Michel Honlet(ドイツ) 2026年末まで延長してWG3 convenerを務める

18 RESOLUTION 22/2023

(SC1) Photography関連企画のAHGの件
Dave Aikens (米国) and Clara Engesser (ドイツ) がISO/TC 42 と SC 1 ”Fundamental standards” と ISO/TC 42 “Photography”のスコープのオーバーラップについて協議し2024/3まで整理する。本件はResolutions 23/2022、および24/2022の議決事項

19 RESOLUTION 23/2023

(SC1) 次回SC1会議の件
今後12か月から14か月の間に対面での会議を開催する。必要に応じてWeｂ会議を計画する
iii. 各WGでの議論について（抜粋）
1 (SC1 WG1 + SC3 WG1) Japanese proposal on method for measuring internal transmittance of optical glass and possible overlap/inclusion in ISO 15368 “Optics and photonics —Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements”

1. SC3/WG1の日本メンバーから、SC3/WG1のドキュメントとして硝材の内部透過率測定規格を新規に設定したいと提案があった

2. 一方、他メンバーからは新規設定、メンテナンスには負荷がかかることから、SC1/WG1のISO15368に現在も記載されている「内部透過率」の章に加える形で測定規格を追加することが提案された

3. 最終的にはISO15368₋2として測定規格を設定することとなった。規格内容に関する議論はSC1/WG1とSC3/WG1からの合同メンバーで議論することになった
2 (WG2) ISO/CD 10110-6 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 6: Centring and tilt tolerances”

1. コメントが50件寄せられており、主にdisagreeとなっている項目について確認された

2. Fig20のdatum Cについて、日本の認識通りcircular datumであることが確認された

3. JP012について、datum axisが交わらない場合について日本側の理解を確認した
3 (WG2) ISO/CD 10110-11.2 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 11: Non-toleranced data”

1. DE004の「Test Regionの外側の外観」については、USのMIL規格も参考事例として議論がされた。最終的には必要であれば2nd regionを設定して指示するべきとなり、有効径の外側のデフォルト規格は無しとなった

2. 前回の国際会議で決まった「Effective Apertureのdefaultは外径の80％」について再度議論された。最終的に「Effective Apertureは重要な仕様なためデフォルトは設定せず図面上で必ず指示する」との結論に至った。Part1、Part11ともにDefaultの記載は削除し、図面に必ず指示する記載に変更する
4 (SC1 WG2 + SC3 WG2) SR ISO 10110-18 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 18: Stress birefringence, bubbles and inclusions, homogeneity, and striae”

1. USからISO12123の光学ガラスの仕様に関する記載をISO10110にも記載するべきと提案があり、議論した。日本としては素材の特性はfundamentalsに書くべきではないと主張。ISO12123との整合性を議論したが、section10で材料についてはISO12123を参照しているため、修正不要の結論になった

2. インドからMeetingの直前に3件のコメント（定義が曖昧な点がある）が出されたが、記載に問題はないのでこのまま
5 (WG2) ISO/CD 14999-4 “Optics and photonics — Measurement of optical elements and optical systems — Part 4: Interpretation and evaluation of surface form and wavefront deformation tolerances specified in ISO 10110”

1. ISO10110-5同様にPL不在で事前のコメントも無いことから会議の場でDraftを読みながら議論するスタイルとなった

2. Annex AをPVに関する説明に置き換えることで合意された

3. Annex BのZernike係数について、Table B.1がN=12まで記載されているのに対して、対応するFigure B.1はN=10までしか無いため記載を揃える
令和５年度【後期】技能検定の準備作業終了

　　令和５年１０月２７日（金）に、港区芝公園の機械振興会館会議室において、令和５年度後期技能検定「光学機器組み立て作業」の実技試験で使用する器材の点検が行われました。この日は、光学各社（オリンパス、キヤノン、トプコン、ニコン、ギガフォトン）より推薦された６名の技能検定委員の方々により、ガラス部品・備品・副資材等を中心に入念な点検が行われました。

令和５年度【後期】技能検定　首席・事務局会議開催
及び実技試験実施について
　　令和５年１１月２７日（月）午前、千代田区内神田　東京都産業労働局神田庁舎会議室にて、令和５年度後期技能検定　首席技能検定員・事務局会議が開催されました。当協会からは、中丸首席技能検定員及び事務局長が出席いたしました。
会議では、冒頭委嘱状の交付が東京都職業能力開発協会より行われ、その後技能検定試験に関する様々な注意事項の説明が行われました。

同日の午後、港区芝公園の機械振興会館会議室において、水準調整会議が開催されました。技能検定関連各社（キヤノン㈱、㈱トプコン、オリンパス㈱、㈱ニコン、ギガフォトン㈱）の事務局及び技能検定委員が参加しました。
また、今年度の東京都における「光学機器組立て作業の実技試験」は、１２月９日（土）、１０日（日）、１６日（土）、１７日（日）の４日間に実施されました。
　１級１５人、２級１９人、合計３４人の方が受験しました。
令和５年９月生産・出荷統計

	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル

カメラ
	218,189
(1.08)
	12,503
(1.20)
	333,212
(1.02)
	225,636
(1.10)
	18,963
(1.25)
	326,528
(1.01)
	200,872
(1.30)

	フィルム

カメラ
	6,873
(1.06)
	9,040
(1.08)
	6,614
(0.90)
	7,281
(1.01)
	9,862
(1.07)
	5,586
(0.96)
	17,507
(1.51)

	交換レンズ


	128,765
(0.79)
	9,123
(0.75)
	392,942
(1.09)
	332,589
(1.05)
	19,508
(1.05)
	209,980
(0.94)
	1,061,882
(1.10)

	光学・精密

測定機
	21,732
(0.71)
	6,691
 (0.90)
	-
	23,634
(0.66)
	7,469
(0.98)
	-
	127,764
(1.55)

	光分析機器


	14,860
(0.97)
	29,884
(1.09)
	-
	15,023
(0.96)
	30,647
(1.05)
	-
	14,104
(1.52)

	測量機


	 2,598
(0.72)
	692
(1.02)
	-
	8,243
(0.64)
	1,801
(0.96)
	-
	11,649
(1.40)

	合　計


	  -    


	67,861
(1.02)
	-
	-


	88,277
(1.08)
	-
	-




(　　　)内は、前年度比
令和５年１０月生産・出荷統計

	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル

カメラ
	224,487
(1.22)
	12,422
(1.27)
	350,816
(1.13)
	211,881
(1.26)
	19,049
(1.57)
	343,242
(1.12)
	221,052
(1.27)

	フィルム

カメラ
	6,779
(0.92)
	8,960
(1.03)
	6,200
(0.93)
	5,770
(0.98)
	7,707
(1.11)
	5,827
(0.88)
	18,889
(1.44)

	交換レンズ


	134,104
(0.83)
	9,256
(0.76)
	406,462
(1.16)
	323,113
(1.15)
	21,755
(1.23)
	227,821
(1.04)
	1,051,514
(1.08)

	光学・精密

測定機
	20,343
(0.67)
	5,067
 (0.88)
	-
	24,563
(0.78)
	5,030
(0.87)
	-
	130,493
(1.57)

	光分析機器


	14,394
(0.92)
	24,350
(1.07)
	-
	14,282
(0.92)
	24,934
(1.13)
	-
	14,410
(1.49)

	測量機


	 2,659
(0.73)
	572
(0.88)
	-
	5,857
(0.60)
	1,173
(0.64)
	-
	9,403
(1.15)

	合　計


	  -    


	60,627
(1.01)
	-
	-


	79,648
(1.20)
	-
	-




(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)さ
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